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一様磁場中の純電子プラズマが磁場方向に一様に分布して案内中心近似が成り立つな
らば, 磁場と自己電場に直交して流れる電子の運動は, 巨視的には $2\mathrm{D}$ Euler 流体と

等価である. この系では渦度が電子密度に流れ関数が等電位面に対応する. この性質
を持つ純電子プラズマを用いて, 複数個の渦糸が格子状配列に並ぶ現象『渦結晶」が

観測された. この現象においては背景渦度の存在が不規則な配位の渦糸を対称化する
可能性が示唆されている. 本報告では, 簡単のため, 三本の渦糸を背景渦中に入射し,

その対称化への過程を観測することで渦結晶形成における背景渦度分布の効果を検討
した.

その結果, 以下の様な結果が得られた.

(1) 様々な分布を持つ背景渦に渦糸を \lambda 射し, 秩序化の時間を計測した結果, 背景渦

の分布と秩序構造形成の時間に相関がある事を確認した.
(2) 背景渦は渦糸を秩序構造へ導き, 秩序化の時間は背景渦度が高い程早い.

(3) 秩序化した時刻での背景渦の渦度と流れ関数の関係は, フエルミ分布に似た関数

になることを実験的に確認した.

(4) 物理量は渦糸のエンストロフィを除いて, 良く保存している.

(5) 背景渦のエントロピーはほぼ一定であるが, 全体として増加する. その理由とし

て渦糸の形状変化が時間と共になまる事が挙げられる.
(6) 渦糸の周りに背景渦度が低い部分 (渦孔) が形成されることを確認した. 渦孔の

電子数は渦糸の 20%未澗であり, 渦糸の電場を部分的に遮蔽する. しかし, 各

渦糸間の電子数の不均衡を緩和しきるには至らず, それを背景渦全体が補ってい

る.

上記 (I) (2) (7) を主題にした論文を, 現在 Physical Review Le競$\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{s}$ に投稿中で

ある.
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